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- Laborator technologie polovodicti na Masarykové univerzité
je koncipovana jako vysoce cCisté bezprasneé prostory pro
mikroelektroniku ve tride Cistoty 1000 (ISO 6).

« Laborator je urcena primarné pro vyuku a experimentalni
praktika v navaznosti na teoretické prednasky z fyziky
a mikroelektroniky, které probihaji nejen na MU (pedagogickeé a
prirodovedeckeé fakulte), ale i na ostatnich spolupracujicich
ceskych vysokych skolach. Studenti se zde uci pracovat
v Cistych prostorach a ziskat praktické dovednosti pri priprave a
meéreni polovodicovych soucastek (rezistory, kondenzatory,
diody) na 100mm kremikové desce procesy kremikove
technologie (fotolitografie, oxidace, difuze, leptani, méreni).

* Cilem projektu bylo vybavit laborator modernimi mericimi
pristroji a zavest jejich vyuziti do vyuky, a to pro metody, se
kterymi se zde student pri své praci setka: méreni tlousték
a profili deponovanych a leptanych vrstev pomoci optického
spektrometru a mechanického profilometru a elektrickych V-A a
C-V charakteristik vyrobenych soucastek hrotovym merenim.



Jedine praktikum v bezprasnych Cistych prostorach pro studenty
vysokych skol v ramci CR - provoz financne velmi narocny. Proto zde
probiha vyuka pro studenty MU a spolupracujicich vysokych Skol -
typicky blokova vyuka - v roce 2009 celkem 161 studentu:

1. Zaklady prace v Cistych prostorach a principy fotolitografie.
— Trihodinove praktikum

— Studentu v roce 2009: 13 PdF MU, 14 PFF MU, 10 FSI VUT

2. Praktikum v cCistych prostorach - rezistor a kondenzator.
— Puldenni nebo celodenni praktikum s jednim fotolitografickym
krokem. .
— Studentu v roce 2009: 18 PdF MU, 11 PfF MU, 20 FEL CVUT,
10 Uni Pardubice, 11 MFF UK

3. Priprava polovodicovych soucastek v Cistych prostorach.

— Peétidenni praktikum: tri fotolitografické kroky, oxidace, difluze
dopantd, naprasovani, leptdni — diskrétni polovodicové
soucastky: planarni rezistory, kondenzatory, diody, tranzistory.

— Studentu v roce 2009: 54 FEKT VUT

Vedouci praktika: doc. RNDr. Petr Mikulik, Ph.D.



Byla porizena tato zarizeni:

Spektrometr Avantes pro UV/VIS/NIR: 214 kK¢
Mechanicky profilometr Veeco Dektak 150: 782 kKcC
AV-metr Keithley 2612A Dual SourceMeter 200v: 211 kKC
LCR-metr HIOKI 3532-50 LCR HiTester: 170 kK¢

Sestava hrotoveho meéreni Probe Station AVT-110: 360 kKC
Celkovy rozpocet: 1737 tisic Kc

V souladu se zakonem jsme realizovali vybérova rizeni pro
nakup investic a vybirali vzdy ze tri nabidek.



Uloha: Méreni tloustky priihlednych vrstev

Porizeneé zarizeni: UV/VIS/NIR spektrometr Avantes,
rozliSeni detektoru 3648 pixell, deuteriovy-halogenovy zdroj
svetla.

Pouziti: Méreni tloustak vrstev SiO2 (pripravenych sug¢ghou Ci
mokrou oxidaci) a vrstev ¥qtorezistu (fotolitografie).

Vysledky:

— tloustka vrstvy

— index lomu vrstvy

- homogenita tloustky
na povrchu




Uloha: Méfeni tlousték nepriihlednych vrstev

Porizené zarizeni: Dektak 150 Stylus Profiling System,
vyrobce Veeco. Zarizeni obsahuje profilometr vcetné hlavice
pro lateralni skenovani, mikroskop pro pozorovani merené
oblasti, antivibracni podlozku, rizeni pocCitacem a ovladaci
software.

Pouziti: M&Feni profild a tlousték nepruhlednych vrstev
(naprasena metalizace).

Vysledky:
— tloustka vrstvy
— drsnost vrstvy




Porizeny LCR-metr a AV-metr pro hrotové meéreni

v Cistych prostorach:
HIOKI 3532-50 LCR HiTester a AV-metr Keithley 2612A Dual

SourceMeter 200v.

Pouziti: MéFeni elektrick{ch parametrl g charakteristik
soucastek na finalni kremlkové desce (ngzapouzdrené
soucastky). Dovybaveno jédnoduchym hfotovym mérenim.

Vysledky:

— mereni odporu a
kapacity

— meéereni VA
charakteristik

rezistorl, kondenzatoruy,
C o o
tranzistoru a diod




Pofizené zaFizeni: Stanice pro méreni desek do pruméru
100 mm, pozorovaci mikroskop, manualni i automatickeée
ovladani posuvu, hlavicky s\hroty a propojovaci konektory.
Umisténo mimo cCisté prostokry, dovybaveno RLCG-metrem a
charakteroskopem.

Pouziti: Méfeni elektrickych parametru a charakteristik
soucastek na finalni kremikoveé desce (nezapouzdFené
soucdstky). Diky pouZiti mikrogkopu a Gzkych hrotu je mozné
merit soucastky (rezistory, ,
kondenzatory, tranzistory,
diody, ...) velikosti 10 pm
a vetsi.

Vysledky:

- méreni RLCG

— méreni VA charakteristik




Dosazené vysledky pri reseni projektu:

Tento projekt umoznil realizovat Ctyri nova merici pracoviste, z nichz tri se
nachazeji v Cistych prostorach a jedno mimo ne. Byly vypracovany navody
K ovladani zarizeni a byly aktualizovany navody k uloham, viz Zaverecna
zprava projektu. Praktika absolvovali studenti MU a dal$ich &eskych VS.

Tiskova zprava:

Cilem projektu bylo vybavit Laboratof technologie polovodi¢t na MU
modernimi pristroji pro mereni tloustek vrstev a mereni elektrickych
parametru pfipravenych polovodi€ovych soucastek. Dotace byla pouZita na
porizeni optického spektrometru, mechanického profilometru, LCR-metru,
AV-metru a stanice pro hrotove mereni. Praktika probihaji ve vysoce
cistych prostorach pro mikroelektroniku, studenti ziskaji zkusenosti ze
skutecné realizace diskrétnich soucastek (rezistory, kondenzatory, diody,
tranzistory) na 100mm kfemikové desce zakladnimi procesory kiemikoveé
technologie. Nové vybaveni umozni sledovat parametry vrstev oxidu,
fotorezistu a hlinikové metalizace po jejich depozici a leptani béhem
technologickeho procesu a nasledne charakterizovat soucastky hrotovym
meérenim jejich odporu, kapacity a voltampérovych charakteristik.
Souvisejicimi pokrocCilymi praktiky v laboratofi proslo v roce 2009 celkem 56
studentu Masarykovy univerzity a 105 studenttu z VUT, UK a UPCE.



